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近年、シリコン素子やメモリー等の集積度が飛躍的に増大し、限られた基

板表面に素子を組み込むことが要求される。そのため、単原子層レベルの

超薄膜成膜技術が必要であり、 表面２～３原子層の構造分析が求められ

ている。とりわけ、スピン素子の開発やその特性向上のためには、素子の表

面・界面の磁気構造の分析が不可欠である。従来、原子炉やシンクロトロン

などの巨大設備を使用していたが、表面・界面の分析には対応しておらず

、 表面の元素と原子層を選別し、スピン解析を含めた磁気構造分析は不

可能であった。

上記課題を解決する手法として（独）物質・材料研究機構で開発されたコ

ンセプト、即ち、偏極ヘリウムイオンビームを試料表面に入射し、散乱イオン

のエネルギ－分析を行う方法を用いて、表面・界面の磁気構造分析を、手

軽で迅速に行うことを可能にした。この装置の製品化により、コンピュータの

超高速化や磁気記録の大容量化用途のみならず、表面科学反応や触媒

反応の研究分野への貢献が見込める。
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